TECHNISCHES DATENBLATT

EFA

Chemie GmbH

Umkehrosmoseanlagen Typ OSMOTROL® SEW L 2000

OSMOTROL® SEW L 2000
Umkehrosmoseanlagen zur Entsalzung von Eisen -
Manganfreiem Trink- und Brauchwasser bestehend aus:

Edelstahlrahmen mit Edelstahlplatte, 4 glyzeringefiillte
Manometer zur Anzeige von Eingang — Pumpen -
Konzentrat - Druck, Feinfilter 5 um,
Eingangsmagnetventil, Druckmangelschalter,
Edelstahlhochdruckpumpe, Edelstahlverrohrung nach
Hochdruckpumpe und far Konzentrat,
3 Strémungsmesser, Leitfahigkeitssonde,
Spilmagnetventil, Permeatverrohrung aus  PVC,
Steuerelektronik mit Klarschrift-Display, Spulprogramm,
zwei Leitwerte, Druck-Niveau Uberwachung,
9 Membranen

Steuerung LDOSIN, Hauptschalter, LCD Display mit
Leitwertanzeige, mit Alarmrelais

Technische Daten:
Elektroanschluss primar 380 V / 50 Hz

Speisewasserfliefidruck min./max. 2,5 bar/6,0 bar, max.
Ausbeute max. 75 %, Wasertemperatur 5 — 20 °C, ,
Umgebungstemperatur max. 35 °C, Salzgehalt bis 3000 mg/I.

Typ OSMOTROL® S 2000
Permeatleistung bei 15°C Wassertemperatur I/h 1800 - 2000
Pumpenanschluss kW 4,0
Speisewasseranschluss DN 25
Konzentratanschluss DN 25
Permeatanschluss DN 25
Hohe mm 1100
Breite mm 1450
Tiefe mm 600
Gewicht ca. kg 135
Artikel Nr. Typ OSMOTROL® SEW L 2000 4170215
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Alle hierin enthaltenen Angaben, Informationen und Daten werden von uns als exakt und verlasslich angesehen, stellen aber weder eine Garantie noch eine ausdriickliche oder stillschweigende
Zusicherung von Eigenschaften dar und sind auch keine Zusage fiir die kaufménnische oder technische Eignung fir einen bestimmten Einsatz. Wir ibernehmen daher keine Haftung. Sie sollen
lediglich als Grundlage fiir Ihre Uberlegungen, Nachforschungen und Priifungen dienen. Feststellungen und Anregungen unsererseits beziiglich des moglichen Einsatzes unseres Produktes
erfolgen ohne Gewahr dafir, dass ein derartiger Einsatz nicht gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt; sie sind nicht als Anregung zur Patentverletzung zu betrachten.
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